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Nazov prihlagky vynélezu: Spdsob vyroby luminiscen&nej obrazovky

Anoticia:

Luminiscenéna obrazovka sa pouZiva v trubici katdédo-
vého Ziarenia (TKZ) vhodnej na monochromatické ale-
bo chromatické obrazy, aké sa pouZivaji v televizo-
roch, pogitatoch alebo zariadeniach na monitorovanie
Gdajov, ktoré si vyZaduji TKZ. Pri sposobe sa zhotovi
vypélenim odstraniteI'nd vrstva luminiscen¢nej obra-
zovky, ktord ma hladky povrch s men$im podtom po-
vrchovych chyb, ako st pruhy a vinenia, ktoré su ty-
pické pri obvyklych nana3acich postupoch. Ked’ sa na
takato hladka vypélenim odstrénitePnt vrstvu nanesie
reflexny hlinikovy film, ma tieZ reflexny hlinikovy film
hladky povrch, pretoZe sa typicky prispdsobuje hlad-
kému povrchu spodnej, vypélenim odstranitelnej vrst-
ve. Ako vysledok sa ziskavaji TKZ obrazy s men$im
poétom chyb. Sposobom podia vynalezu sa d’alej zvy-
Suje jas TKZ, ¢o je vysledkom pouZitia polymérov, kto-
ré zanechavaju menej popola vo vypélenim odstrani-
telnej vrstve a v spojive luminoforovej vrstvy luminis-
cenénej obrazovky. Spdsob podl'a vynédlezu dalej pos-
kytuje kombindciu stupiia odparovania vypélenim od-
stranitePnej vrstvy a spojiva v luminoforovej vrstve so
stupiiom pricementovania &elnej dosky TKZ s kuZzefom
TKZ bez toho, aby sa negativne ovplyvilovala kvalita
hermetického utesnenia medzi &elnou doskou a kuZe-
Pom.
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Spdsob vyroby luminiscenénej obrazovky

Oblast techniky

Vyndlez sa tyka spdsobu vyroby metalizovanej lumi-
niscen&nej obrazovky trubice katdédového zariadenia (TKZ) a
hlavne metalizovanej vrstvy, ktord poskytuje obraz s vac¢sim
jasom a mensim mnozstvom chyb.

Luminiscen&nd obrazovka TKZ obsahuje lumiforovi vrstvu,
ktord sa nachddza na &elnej doske TKZ. Lumiforova vrstva je
vrstva, ktord vydava elektroluminiscen&né svetlo, ked na iiu
pdsobia katddové lile. Takdto vrstva zvylajne obsahuje uspo-
riadané zoskupenie alebo vzorku niekolkych povlakov fosforov.
V najobvyklejSom pripade charakterizovanom tromi farbami sa
fosfory nachddzaji vo forme bodov alebo pésikov usporiadané
tak, aby definovali triaddy na celom vndtornom povrchu celnej
dosky TKZ. Kazdad tridda obsahuje fosfor, emitujiaci dervené
svetlo, vo forme bodu alebo pésika, emitujdci modré svetlo,
vo forme bodu alebo pasika a fésfor, eﬁftujﬁci zelené svetlo,
vo forme bodu alebo pasika. Spbsob vyroby luminoforovej vrst-
vy je znamy zo sucasného stavu techniky, ako napriklad z pos-
tupu uvedeného v U.S. patente &. 3 269 838. Aby sa vyrobili
usporiadané zoskupenia, nanédSa sa na vnitorny povrch
sklenenej d&elnej dosky TKZ povlak vodnej kaSe s obsahom -
fosforovej c&astice poZadovanej farby a pojivo, ako je dis-
perzia akrylového polyméru. Takidto vrstva sa potom normdlne
pokryje fotosenzibilizdtorom, ktory je dobre zndmy v odbore,
potom sa vystavi aktinickému svetlu z fotomasky. Neexponovany
fotorezistentny povlak sa potom odstrani beZnym roztokom vy-
vojky a nepokryté fosforovd vrstva naspodu sa odlepta
ponorenim do obvyklého roztoku. Postup sa opakuje, aby sa

usadili castice fosforov kaZdej farby vo forme bodu alebo



padsika a tak wvzniklo usporiadané zoskupenie, ktoré sa potom
zvy&ajne vysu8i vystavenim radiacnému teplu.

Na exponovany povrch luminoforovej vrstvy sa potom na-
nesie tenky reflexny film kovového hlinika. Tento £film, zvy-
¢ajne v rozsahu 1 000 aZz 5 000 angstromov, je dostato&ne ten-
ky, aby umoZioval modulovanej vzorke (pattern) elektrénového
zviazku (katéddovému 1G&u) vytvorit elektrdénovid trysku, ktori
sa nachaddza na druhom konci TKZ a preniknit cez film bez
rozptylu alebo straty intenzity zvazku. Vzorka elektrédnového
zvazku po prechode cez hlinikovy film narazi na vrstvu
luminoforu a vyvolava elektrolumiscenné svetlo, ktoré sa
divakovi javi ako obraz. Reflexny hlinikovy film pdsobi ako
zrkadlo, ktoré bréni spdtnému emitovaniu svetla produko-
vaného luminoforovou vrstvou, a strate vo vnitri TKZ, a odra-
zZza svetlo von k divdkovi po prechode sklenenou &elnou doskou
TKZ. V¢sledkom je velké zlepSenie kvality obrazu a jasu.

Exponovany povrch luminoforovej vrstvy byva nepravidelny
z réznych dévodov, vritane zmien vo velkosti &astic fosfo-
rového materidlu pouZivaného na vyrobu luminoforovej vrstvy.
Ked sa nanesie reflexny film kovového hlinika dobre znimou
technikou naparovania alumiovej pelety, bude mat potom v¥s-
ledny hlinikovy film znalne nepravidelny povrch, pretoZe bude
mat snahu prispdsobit sa povrchu kontidry luminoforovej vrst-
vy. - Nepravidelnosti hlinikového filmu kazia poZadovani
vlastnost zrkadlového odrazu modelu elektrénového zvazku,
ktory nim prechddza. Takéto nepravidelnosti sl velmi neZiadid-
ce. Okrem toho existuje zretelne moZnost, 3Ze hlinikovy film
po naneseni bude prenikat Zk&rami luminoforovej vrstvy a bude
sa neZiaddco ukladat do vnitra a okolo fosforovych &astic.

Na predchddzanie tychto taZkosti, v praxi sa nanaSa

zvy€ajne na luminoforovid vrstvu Ziaruvzdorny organicky poly-



mérny materidl, ktory potom predstavuje hladky exponovany
povrch, na ktorom je moZné ziskat film kovového hlinika.
Ziaruvzdorny materidl je organicky materiil, ktory je moZné
Yahko odparit p&sobenim tepla, ako je vypalovanie pri 380 a%
450 °C. Takato odstranitelnd vrstva umoZiiuje, aby na fiu nan&-
Ssany film kovového hlinika bol hladky. Zmen3i sa tym skres-
lenie obrazu a podstatne sa zabrani penetracii hlinikovych
usadenin v $kdrach fosforovych povlakov. Okrem toho odstra-
nitelnd vrstva sa mdéZe rychlo odstrinit vystavenim teplu,
akondhle film kovového hlinika je na fu naneseny. Typicky je
takou odstranitelnou vrstvou jedna alebo viac vrstiev filmo-
tvorného akrylového polyméru vo forme vodnej koloidnej dis-
perzie alebo prasku. Takdto odstranitelnd vrstva sa mdie
nandSat na luminoforovd vrstvu striekanim akrylového polyméru
vo forme prasku, vodnej disperzie alebo vyhodne potiahnutim
luminoforovej vrstvy vodnou disperziou filmotvorného akry-
lového polyméru. Takéto potahovacie postupy si dobre znime a
niektoré z nich sid popisané v U.S. patentovych spisoch &. 3
067 055, 3 583 390, 4 954 366 a 4 990 366.

Po odstraneni odstrénitelnej vrstvy odparenim, sa okraj
¢elnej dosky pokryje tesniacim materiélom, ako je frita. Ku-
Zel TKZ sa potom umiestni nad tesniacim materidlom a celok sa
vypali, aby sa kuzel pricementoval k &elnej doske TKZ a
dosiahlo sa tak hermetické utesnenie medzi &elnou doskou a
kuZelom.

Jednym z problémov spojenych s kvalitou obrazu produko-
vaného TKZ je pritomnost skresleni v takychto obrazoch. Je
znadme v odbore, Ze pritomnost nepravidelnosti, ako sd trhliny
a bubliny v reflexnom hlinikovom filme, sp&sobujt zakrivenie
obrazu pochddzajice z jeho pouZitia ako luminiscen&nej vrst-

vy. Jeden pristup popisany v U.S. patente &. 3 579 367



predpokladd dvojitd vrstvu teplom odstrénitelnych akrylovych
¥ivic, v ktorych mikka vnitornd vrstva sa odpari pri ni%3ej
teplote ako vonkajSia tvrdS8ia vrstva pri vypalovani. Ked sa
kontroluje odparovanie organického materidlu pod hlinikovym
filmom, prechddza takyto odparovany organicky materidl hlini-
kovym filmom bez toho aby trhal, alebo porudoval hlinikovy
film. Ako vysledok sa ziska v podstate plynuly hlinikovy film
nad fosforovou vrstvou. PouZitim dvojitej vrstvy organického,
teplom odstranitelného materidlu nad fosforovou vrstvou lumi-
niscentnej obrazovky sa teda urobil pokus vyrdbat hlinikovy
reflexny film s menS8imi trhlinami alebo bublinkami. Existuje
tu teda potreba vyroby reflexného hlinikového filmu, ktory by
bolAv podstate bez chyb, ako si povrchové vlnenia a pruhy.
Spdsob podla tohoto vyndlezu rie3i tento problém pouZitim
odstrédnitelnej vrstvy, ktord je v podstate bez povrchovych
chyb, ako sG zvlnenia a pruhy, takZe, ked sa nanesie na taki-
to odstrdnitelnd vrstvu reflexny hlinikovy film ktory sa
prispbésobi odstrinitelnej vrstve, ziska sa film s povrchom,
ktory je v podstate bez chyb. |

Uvedené nedostatky si z va&Sej d&asti odstrdnené u lu-

miniscen&nej obrazovky vyrdbanej spésobom podla tohoto

vynalezu.

Rodstata vyndlezu

Vynalez sa tyka spbdsobu zmen3enia povrchovych chyb
v reflexnom hlinikovom filme luminiscen&nej vrstvy trubice
katddového ¥iarenia (TKZ), ktory obsahuje:

potiahnutie luminoforovej_vrstvy nanesenej na Celnd dos-

ku uvedenej TKZ odstranitelnou vrstvou vodnej disperzie



Castic akrylového polyméru s velkostou &astic v rozsahu 180
aZ 450 nanometrov, aby sa zmenSili chyby na uvedenej odstréa-
nitelnej vrstve, a

nanesenie reflexného hlinikového filmu na uvedeni
odstrénitelnd vrstvu, prifom sa uvedeny reflexny film prispd-
sobi uvedenej odstranitelnej vrstve.

Iny problém spojeny s kvalitou obrazu produkovaného TKZ
je stupeil dosiahnutého jasu obrazu. Jeden pristup je popisany
v U. S. patente &. 3 582 390, kde sa pouZivaji malé mno¥stva
peroxidu vodika a vo vode rozpustného polyméru v emulzii na
bédze vody, obsahujici mnoZstvo akrylatovych Zivic, aby sa
zva&8il vystup svetla produkovaného TKZ. V citovanom si&asnom
stave techniky sa vS8ak neuvaddza Ziadna vedomost o G&inku na
jas obrazu, ktory je vysledkom pritomnosti popola v poly-
méroch pouZitych v pojive luminoforovej vrstvy alebo odstra-
nitelnej vrstvy. Neolakdvane sa zistilo, %e zniZenim obsahu
popola vo vypdlenim odstrénitelnej vrstve a pripadne v lumi-
noforovej vrstve sa zvySuje jas obrazu produkovaného TKZ.

Predkladany vynédlez sa preto dalej zameriava na odpa-
rovanie uvedenej odstrénitelnej vrstvy, v ktorej uvedené
akrylové polymérne &astice obsahujd horlavé zlo¥ky na zredu-
kovanie obsahu popola v uvedenej luminiscen&nej vrstve a ked
je to dalej Ziaddce, pouZije sa v uvedenej luminoforovej
vrstve horlavého akrylového pojiva, aby sa ziskala uvedena
luminiscenénd vrstva, ktord mad zniZ%eny obsah popola.

Dal%¥im predmetom spdsobu podla tohoto vyndlezu je vy-
palovanie luminiscen&nej vrstvy TKZ nanesenej na vnitorny po-
vrch &elnej dosky uvedenej TKZ, ktoré obsahuje:

nenesenie tesniaceho materidlu na okraj uvedenej Celnej

dosky uvedenej TKZ, a potom umiestnenie kénickej &asti TKZ na

uvedend TKZ,



odparenie pojiva v luminoforovej vrstve uvedenej lumi-
niscenfnej vrstvy a odstrénitelnej vrstvy uvedenej luminis-
cennej vrstvy pri teplote vypalovania ktord je niZSia ako
teplota mdknutia uvedeného pojiva a

zvySenie uvedenej teploty Manvania nad teplotu maknu-
tia uvedeného tesniaceho materidlu, aby sa gvedené kénicka
Cast pricementovala na &elnd dosku a ziskala sa tak uvedend
TKZ. |

Pouzivany vyraz “priemernd molekulovd hmotnost GPC”
znamend priemernd molekulovd hmotnost stanovendi gélovou per-
meacnou chromatografiou (GPC), ktord je popisand na strane 4,
kapitoly 1 v publik&cii The characterization of Polymers,
vydanej nakladatelstvom ‘Rohm and Haas Company, Filadelfia,
Pennsylvania, v roku 1976, ked sa ako $tandarda pouZiva poly-
metylmetakryldt. GPC moZno odhadnit priemerni molekulovi
hmotndst‘. vypoltom teoretického podtu. priemernej molekulovej
hmotnosti. V systéme ktof? obsahuje ¢inidld na prenos retaz-
cov, je teoretickou priemernou. molekulovou hmotnostou je.dno—
ducho celkovd hmotnost polymerizovatelného monoméru v gramoch
vydelend celkovym mold&rnym mnoZstvom <&inidla prené&3ajiceho
retazce pouZitého pri pomelyrizdcii. Odhad molekulovej hmot-
nosti emulzného polymérneho systému, ktory neobsahuje &inidlo
na prenos retazcov, je zloZitej$i. Hruby odhad moZno urobit
tak, Ze sa vezme celkovd hmotnost polymerovatelného monoméru
v gramoch a toto mno¥stvo sa vydeli sG&inom molérneho
mnoZstva inicidtora nésobeného faktorom G&innosti (v systé—
moch podla vyndlezu, iniciovanych persiranom, bol pouZity
faktor pribliZne 0,5). DalZie informicie o vypoltoch teore-
tickej molekulovej hmotnosti mo%no ndjst v publikdcii Prin-
ciples of Polymerization, 2. vydanie, autor Georg Odian, na-

kladatelstvo John Wiley and Sons, N.Y., N.Y., 1981 a



v publikacii Emulsion Polymerization, vydanej autorom Irja
Pirma, vydavatelstvo Academic Press, N.Y., N.Y., 1982.

“Teplota zosklovatenia” (Tg) je Uzky rozsah teploty, me-
rany konvenénou diferencidlnou snimacou kalorimetriou (DSK),
pocas ktorej sa amorfné polyméry menia z pomerne tvrdych
krehkych skiel na pomerne mékké viskézne kauduky. Pri merani
Tg touto metddou sa kopolymérové vzorky vysu$ia, predhrejd na
120 °C, rychle sa ochladia na -100 °C, a potom sa zahrejd na
150 °C rychlostou 20 °C/mindta, a tieto hodnoty sa =zaz-
namenaji. Tg sa meria v strede ohybu pouZitim metédy polo-
viénej vysky. Podobne je moZné odhadnit s vysokym stupiiom
presnosti recipro&nid teplotu zosklovatenia jednotlivej kopo-
lymérnej zmesi tak, Ze sa vypodita sidet jednotlivych kvo-
cientov ziskanych vydelenim kaZdej 2z hmotnostnych frakcii
prislusnych monomérov, M,, My, ...M,, od ktorych je kopolymér
odvodeny, hodnotou Tg pre homoﬁolymér odvodeny od prislusného
monoméru, podla rovnice

n
1/Tg(kopolymér) = £ w(Mi)/Tg(Mi)
i=1

v ktorej

Tg (kopolymér) je odhadnut& teplota zosklovatenia kopo-
lyméru, vyjadrend v stuptioch Kelvina (°K),

w(Mi) je Thmotnostni reakcia opakovanych jednotiek
v kopolymére, odvodend od i-t&ho monoméru Mi, a

Tg(Mi) je teplota zoskldvatenia, vyjadrend v stupiioch
Kelvina (°K), homopolyméru i-tého monoméru Mi. |

Teplotu zosklovatenia rdznych homopolymérov je moZné
zistit napriklad v publikécii Polymer Handbook, vzdanou

autormi J. Brandrup a E.H. Immergut, vydavatelstvo Inter-

science Publishers.



“Velkost polymérnych <&astic” znamend priemer polymé-
rovych castic merany pomocou pristroja Brookhaven Model BI-90
Particle Sizer, dodavaného firmou Brookhaven Instruments Cor-
poration, Holtsville, New York, ktory na meranie velkosti
polymérnych <&astic pouZiva poloelastickd svetelnd rozpty-
Yovaciu techniku. Intenzita rozptylu je funkciou velkosti
C¢astic. PouZiva sa priemer zaloZeny na intenzite hmotnostného
priemeru. Tdto technika je popisanid v kapitole 3, na stranich
48-61 publikacie Uses and Abuses of Photon Correlation
Spectroscopy in Particle Sizing, autor Weiner a spol., 1987,
vydané v sérii sympdzia American Chemical Society.

“Obsah popola” znamend mnoZstvo popola, vyjadrené
.v hmotnostnych percentdch vzhladom na celkovi hmotnost tuhych
polymérov, ktoré zostand po ich odpareni.

“Teplota maknutia” je teplota pri ktorej sa skleneny
tesniaci materidl deformuje G&inkom tlaku jeho vlastnej
hmotnosti.

Pri jednom uskuto®neni spdsobu podla vynidlezu sa
prekvapivo zistilo, Ze kontrolou velkosti polymérnych &Sastic
vo vodnej disperzii, poufivanych na v¥robu odstrénitelnej
vrstvy, sa dosiahne v podstate velké zlepSenie & sa tyka
hladkosti povrchu. Ked sa nanesie povlak vodnej disperzie
polymérnych &astic, ktoré majd velkost v rozesahu od 180 do
450 nanometrov, vyhodne od 180 do 350 nanometrov a najvyhod-
nejSie v rozsahu 200 a¥ 320 nm, na luminoforovi vrstvu, pod-
statne sa zmen3i vyskyt poSkodenia povrchu, ako sd pasiky,
vlnitost, trhliny a bubliny na povrchu vyslednej odstréa-
nitelnej vrstvy. Ked sa reflexny hlinikovy film nan&Sa dobre
znamymi prostriedkami, ako je vakuovad metalizdcia alebo che-
mické nandSanie naparovanim na takdto hladkd odstranitelnd

vrstvu, velfi sa tie? =zlep¥i v¥sledny povrch reflexného



filmu, ktory zodpovedd povrchu pod nim sa nachddzajicej
odstranitelnej vrstvy. Takyto hladky reflexny hlinikovy film,
ktory ma& menej povrchovych chyb, dava obrazy s menSimi
poruchami.

Dal$im predmetom spdsobu podla tohoto vyndlezu, ktory sa
prekvapivo zistil je, Ze pouZitim horlavych polymérnych &as-
tic vo vypélenim odstrénitelnej vrstve alebo pri pouZiti
horlavého akrylového pojiva v luminoforovej vrstve, sa pod-
statne zni%i obsah popola vo vyslednej odstrénitelnej vrstve
a luminoforovej vrstve, ked sa tieto vrstvy podrobia odparo-
vaciemu stupiiu. Vysledkom zniZenia obsahu popola v odstra-
nitelnej a luminoforovej vrstve je, %e sa dosiahne v&&8i jas
obrazu produkovaného luminoforovou vrstvou. Predpokladi sa,
bez toho, aby sa dalo na to spolahnit, Ze zniZenim obsahu
popola v luminoforovej vrstve sa Gmerne zniZuje tieZ mnoZstvo
rozptylu alebo absorbcie vzorky elektrédnového zviazku a elek-
troluminiscenéného svetla v popole, ktory je pritomny v lumi-
noforovej a odstrénitelnej vrstve. Vysledkom je, Ze sa zZvy-
Suje jas obrazu produkovaného TKZ.

Zistilo sa, Ze horlavé polymérne J&astice v odstri-
nitelnej vrstve alebo horlavé akrylové pojivo v luminoforovej
vrstve je moZné ziskat =zdsadnym odstrinenim popola z poly-
mérovych zloZiek, ako si povrchovo aktivne ¢inidla, pufre,
inicidtori, biocidy a monoméry aplikované pri priprave vod-
nych disperzii polymérovych d&astic, pouZzivanych v odstra-
nitelnej vrstve alebo v akrylovom pojive luminoforovej
vrstvy. Castice polyméru v odstrénitelnej vrstve alebo horla-
vé akrylové pojivo v luminoforovej vrstve majd za nésledok
odstrénenie povrchovo aktivnych 1l&tok, ktoré obsahujd kovové

iény, alebo monomérov, ktoré majd snahu sa zosietovat z po-

lymérnych zloZiek.
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Castice horlavého polyméru vo vodnych disperziach pou-
fYivangch na zhotovenie odstrénitelnej vrstvy, aiebo hoxrlavé
akrylové pojivo pouZité pri priprave luminoforovej vrstvy, st
vyhodne homopolyméry alebo kopolyméry, ktoré Cisto zhoria a
zanechdvaji pomerne malé mnoZ¥stvo popola, -ked sG vystavené
odparovaciemu stupifiu. Polyméry vhodné na pouZitie podla toho-
to vyndlezu majd vSeobecne priemernd molekulovid hmotnost
v rozsahu 100 000 aZ 10 000 000 a pripravuji sa 2z monomérov
nasledovného vSeobecného vzorca

o)
[
R-C-0-R”~
kde |

R je vinylovad skupina a R je linedrna alebo rozvetvena
funk&néd skupina s retazcom 2 aZ 20, vyhodne 3 aZ 20 atdémov
uhlika. Medzi niektoré takéto vyhodné polyméry patrié homo-
polyméry alebo kopolyméry aspoil s jednym etylénovym nenasy-
tenym monomérom, ako sU napriklad metakrylesterové monoméry,
napriklad etylmetakrylat, propylmetakrylat, butylmetakrylét,
izobutylmetakrylat, 2-etylhexylmetakrylat, decylmetakryléat,
laurylmetakrylat, izobornylmetakryléat, izodecylmetakrylat,
oleylmetakrylat, palmitylmetakrylat, stearylmetakrylat,
hydroxyetylmetakrylat a hydréxipropylmetakrylét; metakryl-
amidy alebo substituo-vané metakrylamidy; styrén a substitu-
ované styrény; vinyl-acetdt; vinylester ”versatickej” kyseli-
ny (tercidlne monokar-boxylové kyseliny s dlZkou retazca C9,
Cl10 a Cl1, vinylovy ester je tieZ znamy ako “vinyl verza-
taten”); aminomonoméry ako je napriklad N,N"- dimetylamino-
metakrylat; a metakryl-nitril. Okrem toho je moZné pouZivat
kopolymerovatelné ety-lenicky nenasytené kyselinové monoméry

v rozsahu napriklad 0,1 a% 10 hmotnostnych %, vzhladom na
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hmotnost emulzne polymerovaného polyméru akrylovej kyseliny,
metakrylovej kyseliny, kroténovej kyseliny, itakonovej kyse-
liny, fumarovej kyseliny, meleinovej kyseliny, monometyl-
itakondtu, monometylfumardtu, monobutylfumardtu, maleinan-
hydridu, 2-akrylamido-2-metyl-1-propdnsulfénovej kyseliny,
natriumvinylsulfondtu a fosfoetylmetakryl&tu.

Niektoré 2z vhodnej&ich fak?chto homopolymérov alebo
kopolymérov obsahuji aspoili jeden etylenicky nenas$teny mono-
mér, ako sd napriklad metakrylesterové monoméry: metakrylat,
propylmetakryldt, butylmetakrylat, izobutylmetakrylat, 2-
etylhexylmetakrylat, decylmetakrylat, laurylmetakrylat, izo-
decylmetakrylat, oleylmetakrylat, palmitylmetakrylét,
stearylmetakrylat, hydroxyetylmetakrylét a hydroxypropylme-
takrylat; metakrylamid alebo substituované metakrylamidy; a
substituované styrény. Je moZné tieZ pouZivat dalSie kopoly-
merizovatelné etylenicky nenasytené kyselinové monoméry
v rozsahu napriklad 0,1 a% S hmotnostnych % vzhladom na
hmotnost emulzne polymerovaného polyméru akrylovej kyseliny
alebo metakrylovej kyseliny.

Niektoré z takychto najvyhodnejsich homopolymérov alebo
kopolymérov obsahujd aspoifi jeden etylenicky nenasyteny mono-
mér, ako si napriklad alfametylstyrén a metakrylesterové
monoméry ako si napriklad: etylmetakrylat, butylmetakryléat,
izobutylmetakryldt a propylmetakrylit. Je mo¥né pouZivat dal-
Sie kopolymerizovateIné etylenicky nenasytené kyselinové
monoméry v rozsahu napriklad 0,1 a% 5 hmotnostnych % vzhladom
na hmotnost emulzne polymeroQaného polyméru kyseliny meta-
krylovej.

Vodnd disperzia polymérovych &astic vypalenim odstra-

nitelnej vrstvy alebo pojivo v lumiforovej vrstve podla
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tohoto vyndlezu sa ziskavajd emulznou polymerdciou. Je moZné
pouzivat bud teplotné alebo redox inicia&né postupy.

Polymeralny proces sa typicky iniciuje zvy&ajnymi hor-
Yavymi volne radikdlovymi inicidtormi, ako sd napriklad
peroxid vodika, benzoylperoxid, t-butylhydroperoxid, t-butyl-
peroktoadt, aménne persirany, zvy&ajne v mnofstvdch 0,05 a¥
3,0 hmotnostnych % vzhladom na hmotnost celkového monoméru.
V rovnakych mnoZstvich je moZné pou¥ivat redox systémy pou-
Zitim rovnakych inicidtorov v spojeni s vhodnymi horlavymi
reduk&nymi ¢€inidlami, ako 3je napriklad bisulfid aménny,
hydrosulfid sodny a kyselina askorbova.

Velkost polymérovych &astic sa kontroluje mnoZstvom
povrchovo aktivnych 1l&tok pridavanych v priebehu emulznej
polymerdacie. Ako uZ bolo konstatované, podla vyndlezu sa
zistilo, Ze pouZitim horlavych povrchovo aktivnych d&inidiel
sa zniZuje obsah popola v polymérnych &asticiach alebo
v pojive vyslednej vypédlenim odstranitelnej vrstve a lumi-
noforo&ej vrstve. Medzi typické horlavé anidnové emulgatory
patria karboxylové polyméry a kopolyméry s vhodnou hydro-
filno-lipofilnou rovnovihu, améniumalkylsulféty, alkylsul¥
fénové kyseliny, mastné kyseliny, oxyetylénované alkylfe-
nolsulfaty a ich aménne soli. Uprednostfujd sa aménne soli.
Velmi vyhodny je améniumlaurylsulfit. Typické neidnové hor-
Tavé emulgdtory sd alkylfenoletoxyldty, polyoxyetylenované
alkylalkoholy, aminoglyglykolové kondenzaty, modifikované
polyetoxyadukty, estery karboxylovych kyselin s dlhym retaz-
com, modifikovany terminovany alkylaryléter a alkylpoly-
éteralkoholy. Zvy&ajne sd mno¥stva povrchovo aktivnych l&tok
0,1 aZ 6, vyhodne 0,1 a% 2 a najvyhodnejsie 0,6 aZ 1,5 hmot-

nostnych % vzhladom na celkovid hmotnost monoméru.
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Spbsob podla toto vyndlezu je eSte zamerany na zjed-
noduSenie vypalovania pouZivaného pri vyrobe TKZ, a to zo
zvyCajného dvojstupiiového vypalovacieho postupu na novy, jed-
nostupiiovy vypalovaci proces, pri ktorom je odparenie pojiva
v luminoforovej vrstve a odstrédnitelnej vrstve spojené so
stupliom natavenia &elnej dosky TKZ na kénickd &ast TKZ. Pri
spojeni tychto dvoch stupifiov je jednou velkou prekaZkou
Skodlivy G&inok odparovanych plynov, ktoré vznikajd podas
odparovania pojiva luminoforovej vrstvy a vypdlenim odstra-
nitelnej vrstvy na sklennom tesniacom materidly, ako je tes-
niaca frita pre TKZ (sklenny préa3ok), pouZivany na price-
mentovanie dosky na kuZel TKZ. Tesniace sklenené frity pre
TKZ s dobre zndme v odbore, ako napriklad tie, ktoré dodiva
Corning Glass Company, Corning, New York. Predpoklada sa, bez
toho aby sa dalo na to fplne spolahnit, Z%e odparované plyny
maji snahu chemicky posobit na tesniaci materidl, d&o ne-
priaznivo ovplyviiuje kvalitu hermetického tesnenia, ktoré sa
vyZaduje pre sprdvnu funkciu typickej TKZ, ktora je pod vyso-
kym stupliom vdkua. Neolakivane sa podla tohoto vynélezu
zistilo, %e pou¥itim horYavych polymérov v pojive luminofo-
rovej vrstvy alebo odstrénitelnej vrstvy, ktoré sa v podstate
odparujd pri teplote o 5 a¥ 80 °C ni¥Sej ako je teplota mik-
nutia tesniaceho materidlu, ziskajG sa hermetické utesnenia
poZadovanej kvality, ked sa teplota vypalovania zvySi na
teplotu maknutia tesniaceho materiilu, ktora je zvylajne
v rozsahu 380 aZ 600 °C. Teplota miknutia tesniaceho mate-
ridlu je upravend v sihlase s typom skla pouZivaného pri
vyrobe Celnej dosky alebo kénusu TKZ.

Spbsob podla vyndlezu je vhodny tie¥ na vyrobu mono-
chromatickych luminiscen&ngch obrazoviek, ako sd obrazovky

pouZivané pri po&ita&och alebo v Ciernobielych televizoroch.



Na vyhodnotenie polymérnej zmesi pouZivanej pri spdsobe podla
tohoto vyndlezu boli pouZité nasledovné skiSobné postupy.

Meranie obsahu popola. Obsah popola v dalej popisovanych
prikladoch sa meria termogravimetrickou analyzou na pristroji
TGA-500, model 602-400, ktory vyrdba LECO Corporation, 3000
Lakeview Ave, St. Joseph, MI 49085-2396.

Postup: Do kelimkov sa dd& po 1:0,5 g vzoriek z nas-
ledovne popisanych prikladov, ktoré sa potom postupne zahrie-
vaji v séridch 2z izbovej teploty na teploty, pri ktorych
obsahy kelimkov dosiahnu 825 °C, so strednymi periédami,
pofas ktorych sa teplota udrZuje nezmenend, aby sa umo%nilo
udrZovat obsah kelimkov v rovnovdhe. Teplota sa zvy8i z izbo-
vej teploty na 100 °C pri rychlosti 99 °C za minitu, potom na
150 °C pri rychlosti 10 °C za mindtu, potom na 425 °C pri
rychlosti 10 °C za mindtu a nakoniec na 825 °C rychlostou 10
°C za mindGtu. Prijatelny nizky obsah popola znamen& jeho
obsah v rozsahu od 0 do 0,6 %, vyhodne 0 a% 0,3 hmotnostnych
%, vzhladom na celkovi hmotnost tuhého polyméru.

Povrchové poskodenie vypéfovanim odstrédnitelnej vrstvy.
Meranie stupiia povrchovych chyb vzniknutych na odstrénitelnej
vrstve sa robi meranim stupfia lesku ziskaného na povlaku
aplikdciou polymérnych &astic podla tohoto vyndlezu v porov-
nani s porovnivacim polymérom, ktory sa be¥ne pouziva. Lesk
povlaku sa meria hladkostou povrchu povlaku. Povlak s va&3im
leskom m& hlad&i povrch.

Postup: Vodnd disperzia polymérnych &astic ziskani
nasledovne popisanym postupom sa zmieZa s 10 hmotnostnymi %,
vzhladom na celkovid hmotnost tuhého polyméru, pripravku
Texanol® ester alkohol, dodadvany Eastman Chemicals Company,
Kingsport, Tennessee. Pridd sa deionizovani voda, aby sa

celkové mnoZstvo tuhych latok vo vodnej disperzii upravilo na
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36,5 hmotnostnych %. Disperzie sa mieSaji 20 mindt mag-
netickou mieZadkou a potom sa nechaji cez noc stat. Ka¥da
disperzia sa potom nanesie na ¢&iernu podloZku (linetta chart)
v hrdbke 10 a 20 mil (tisicina palca = 0,0254 mm) filmu. Vys-
ledné filmy sa vysuZia v suSilke pri 60 °C polas jednej
hodiny. Potiahnuté podloZky sa uchovdvajd za normdlnych pod-
mienok 24 hodin pred tym, ako sa meria lesk pomocou pristroja
Gardner Glossgard II glossmeter, ktor§y vyrdba Paul N. Gardner
Company, Pompano Beach, Florida. Prijatelny stupefi hladkosti
povrchu, vyjadren? ako lesk, znameni lesk va&8i ako 5 merané
pri 20° a viac ako 5° pri merani pri 60° uvedenym Gardnerovym
pristrojom.

Niektoré uskutodnenia vyndlezu si dalej popisané

podrobnej&ie v nasledujlcich prikladoch.
Priklad 1

Do 5-litrovej banky s gulatym dnom a so Styrmi ramien-
kami, ktord je napojenid na chladi&, mieSadlo a teplomer, sa
vloZi 950 g deionizovanej vody a 1,4 g povrchovo aktivneho
¢inidla (laurylsiran aménny, 27,5 hmot. % celkovych tuhych
latok) . Banka sa pod dusikom zahreje na 85 °C.

Pripravi sa monomérna emulznd zmes, popisand v nas-

ledujicej tabulke 1.
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Tabulka 1

MnoZstvo,g Material
225 deionizovana voda
26,7 laurylsiran aménny (27,5% tuhych 1latok)
18 metakrylovad kyselina (MAC)
10 deionizovand voda na vyplachnutie

nadoby pre MAC
758 butylmetakrylat (BMA)
25 deionizovanad voda na vyplachnutie

nadoby pre BMA

Do banky sa pridd 20 g monomérnej emulznej zmesi. Pre-
nosnd nadoba sa vyplachne 25 g deionizovanej vody, ktorad sa
potom pridd do banky. Do banky sa pridad roztok 1,2 g persi-
ranu amdénneho rozpusteného v 15 g deionizovanej vody. Po 15
mindtach sa do banky pofas 180 minit postupne prida zvys$na
monomérna emulznd zmes a 1,2 g persiranu amdénneho rozpuste-
ného v 50 g deionizovanej vody. Po dokondeni prid&vania sa
nadoby pre monomérnu emulzni zmes a katalyzdtor vyplachnu
celkom 35 g deionizovanej vody, ktora sa potom prida do
banky. Po 30 minitach sa banka nechd vychladnit. Po vych-
ladnuti sa do nej prida 0,58 g 0,15 %-ného roztoku hepta-
hydratu siranu Zeleznatého. Do banky sa pridd roztok 0,58 g

hydrosiric¢itanu sodného v 15 g deionizovanej vody a roztok
0.1 g t-butyl hydroperoxidu (70 %) v 15 g vody. Vysledny polymér ma. roz-
zmer &astic 262 nm a:  38.5 % celkového obsahu pevnych latok.
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Priklady 2 aZ 8

Postupuje sa rovnako ako v priklade 1 a pouZiji sa

monomérne emulzné zmesi popisané v nasledovnej tabulke 2.

Tabulka 2
Priklad 2 | 3 4 5 3 7 8
Povrchovo aktivne ¢&i-|[¢&.1 (&1 [&.2[&. 1 &1 [&. 11 3&.1
nidlo (PAC)
PAC v banke, g 11,8( 0,2 | 11 }|42,8| 0,2 | 0,8 |0,85

PAC v monomérnej emul-|4,35|16,1|16,5| 8,5 |16,8]16,2]| 16

zii, g

‘Monoméry BMA 758 | 758 | 758 | 758 758
MAC 18 18 18 18 18 18 18

Etylmetakrylat (EA) 434 | 434

Metylmetakrylat (MMA) 324 | 324

Velkost &astic nm 110 | 294 | 94 | 83 | 242 | 163 | 184

CelkOV'f/ obsah tuh}'lch 39,1(39,5(38,4{38,3 38,5(38,5]38,8
latok, hmot. %

Povrchovo aktivne &inidlo &.1 je dodecyldifenyloxid-
disulfonat sodny (45 hmotnostngch % tuhych 1l4tok). Povrchovo
aktivne ¢€inidlo &.2 je laurylsiran aménny (27,5 hmotnostnych
% tuhych l&tok).

U&inok velkosti &astic polyméru na ziskany lesk je

uvedeny v nasledujldcej tabulke 3.
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Tabulka 3
Priklad 2 8 3 4 6
Velkost &astic, nm 110 [ 184 | 294 | 94 [ 262
PouZité povrchovo aktivne &inidlo c.1|¢.1|&.1]|&.2|¢&.1
Lesk 60 ©
Film hruby 10 mils | 26 | 88 | 62 | 18 | 81
hruby 20 mils 52 89 68 39 68
Lesk 20°
Film hruby 10 mils : 1 36 9 1 10
hruby 20 mils 1 54 9 1 9

Povrchovo aktivnym &inidlom &.1 je dodecyldifenyloxiddi-
sulfonat sodny (45 % pevnych 1l4tok). Povrchovo aktivne &i-
nidlo &. 2 je laurylsiran aménny (27,5 % pevnych 1l&tok) .

Udaje v tabulke &. 3 ukazuji, Ze ked sa zvy3i velkost
Castic poiyméru,.zlepéi sa tieZ lesk povlaku z neho pripra-
veného (vy88ie namerané hodnoty znamenajui vy88i lesk). Je to
pravda bez ohladu na to, ako sa meria lesk, t.j. pri uhle 60
alebo 20°. Ked je velkost &astic polyméru men¥ia ako 180 nm
(priklady 2 a 4), je lesk povlaku pripraveného z polyméru
neotakdvane nizky (menSi ako 5 merané pri 20° a men3i ako 50
merané pri 60°), &o je dékazom hrubého alebo nerovného povr-
chu. Ked je velkost &astic polyméru va&sia alebo sa rovna 180
nm (priklady 3,6, a 8), je moZné lesk povlaku pripraveného
z takéhoto polyméru pokladat za prijatelny (viac ako 5 merané

pri 20 ° a viac ako 50 merané pri 60°).
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0&inok povrchovo aktivneho ¢&inidla na obsah popola sa
meria vy$3ie popisanou termogravimetrickou analyzou. Vysledky

tejto analyzy s uvedené v nasledovnej tabulke 4.

Tabulka 4

Priklad |Povrchovo ‘|aktivne Zmes |Popol (priemer
¢inidlo ; g 2 analyz), %
3 ¢.1 . 7,3 BMA 0,48
4 ¢.2 7,6 BMA 0,17
5 ¢.1 23,1 BMA 0,70

Povrchovo aktivne ¢&inidlo ¢&.1 je dodecyldifenyloxid-
disulfondt sodny a povrchovo aktivne &inidlo &. 2 je lauryl-
siran aménny.

ﬁdaje v tabulke 4 sG dbkazom toho, Ze obsah popola
v polymére z&visi na horlavosti aditiv pritomnych v polymére.
Napriklad, porovnanim obsahu popola v prikladoch 3 a 4 je
zrejmé, Ze obsah popola je =z&visly na type katiénu v po-
vrchovo aktivnom ¢&inidle. Polymér pripraveny s povrchovo
aktivnym ¢&inidlom, ktoré obsahuje améniovy katidén (povrchovo
aktivne ¢&inidlo &. 2) obsahuje mend$ie mnoZstvo popola ako
pripraveny polymér, ktory ma katidn sodika (povrchovo aktivne
¢inidlo &. 1). Okrem toho porovnanim prikladov 3 a 5 je moZno
zistit, Ze obsah popola sa zvySuje akondhle sa zvySuje hladi-
na povrchovo aktivneho ¢inidla pritomného v polymére. Vac&Sie
mnozZstvo povrchovo aktivnej latky pritomnej v priklade 5 ma

potom za nédsledok neprijatelny obsah popola (0,70 %). Naopak,
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menSi obsah povrchovo aktivnehé ¢inidla pritomného v priklade
3 sa prejavi v prijatelnej hladine popola (0,48 %).

- Udaje v tabulke 5 sd dbékazom G&inku typov polymérov
pouZivanych pri priprave polymérov vo vypdlenim odstra-
niteInej vrstve luminoforovej vrstvy na hmotnostné mno¥stva
polymérov tepelne rozloZenych pri danej teplote. Napriklad,
mnozstvo v hmotnostnych percentdch polyméru, ktory sa tepelne
rozkladd pri danej teplote, je podstatne va&Sie v prikladoch
3 a 8 (pripraveny z monomérnej zmesi BMA a MAA) ako v pri-
kladoch 6 a 7 (pripraveny z monomérnej zmesi EA, MMA a MAA).
Preto napriklad pri 400 °C sa tepelne rozkladd viac ako 15
hmotnostnych %, vzhladom na celkovi hmotnost tuhého polyméru
podla prikladu 3 a 8. Ked sa porovnaji priklady 6 a 7,
rozklada sa tepelne menej ako 5 hmotnostnjch % polyméru,
vzhladom na celkovi hmotnost pevnych latok. Podiel rozkladu
sa vyznamne neprejavuje na velkosti &astic polyméru, ako
vyplyva z porovnania prikladov 3 a 6, v ktorych sd vadsie
Castice, s prikladmi 7 a 8, kde si Sastice men3ie.

Preto je snahou zniZovat teplotu rozkladu polymérov
pouZivanych v pojive luminoforovej vrstvy a odstréanitelnej
vrstvy, aby sa takéto polyméry dali odparovat pri teplotéach
niZgich ako je teplota miknutia tesniaceho materiilu pou-
Zivaného pri cementovani d&elnej dosky TKZ k jej koénusu.
MoZnosti, ako je moZné teplotu vypalovania, pri ktorej stupei
odparovania prebieha, zni%ovat, je odsivanie plynov wvzni-
kajadcich po&as rozkladu pred tym, ako sa teplota zvysi na

teploty, pri ktorych prebieha cementovanie ¢elnej dosky s ku-

Zelom obrazovky.
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Tabulka 5

Priklad 6 3 7 8
Teplota Rozioéené RozlozZené RozloZené RozloZené
rozkladu °C mnoZstvo mnozstvo mnozstvo mnoZstvo

hmotn. % hmotn. % hmotn. % hmotn. %
300 0,0 0,0 0,0 0,0
305 0,0 0,0 0,0 0,0
310 0,0 0,0 0,0 0,0
315 0,0 0,3 0,0 0,4
320 0,0 0,6 0,0 0,5
325 0,0 0,8 0,0 0,6
330 0,0 0,9 0,0 0,7
335 0,0 1,2 0,0 0,7
340 0,4 1,6 0,0 0,8
345 0,4 1,9 0,1 1,1
350 0,5 2,5 0,4 2,2
355 0,6 3,8 0,8 2,7
360 0,9 4,4 0,8 3,1
365 1,2 4,7 1,2 4,2
370 1,6 5,3 1,5 5,8
375 2,2 6,4 1,5 6,9
380 2,5 7,5 1,9 8,8
385 2,8 9,0 2,3 10,4
390 3,4 10,9 2,3 12,3
395 4,0 13,1 3,1 14,2
400 4,7 15,3 3,5 16,5
405 5,6 17,8 4,6 18,8
410 7,5 20,9 6,2 21,9
415 9,7 25,0 7,7 26,5
420 13,8 33,1 11,5 34,6
425 23,8 51,9 23,0 53,8
430 99,5 99,6 99,6 99,6
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PATENTOVE NAROKY

1. Spdsob  zmenSenia povrchovych chyb v reflexnom
hlinikovom filme lumiscen&nej vrstvy trubice katédového
Ziarenia (TKZ), vy znadujidci sa t¢ym Ze sa

luminoforova vrstva nanesend na &elnej doske uvedenej
TKZ potiahne vypdlenim odstrinitelnou vrstvou vodnej disper-
zie d&astic akrylového polyméru ktoré maji velkost &astic
v rozsahu 180 aZ 450 nanometrov na zmenZenie chyb povrchu na
uvedenej vypdlenim odstrénitelnej vrstve a

na uvedent vypalenim odstrdnitelndi vrstvu nanesie uve-
deny reflexny hlinikovy £ilm, ktpry sa prispbsobi uvedenej

vypédlenim odstrinitelnej vrstve.

2. Spbsob podla niroku 1, vy zn a & u j 4dci s a
t ¥y m, Ze dalej sa uvedend vypalenim odstrénitelni vrstva
odpari, prifom uvedené &astice akrylového polyméru obsahuija
horlavé éloiky na zmenSenie obsahu popola v uvedenej

luminiscenénej vrstve.

3. Spdsob zniZenia obsahu popola v luminiscenénej vrstve
TKZ, vyznadujlidci sa ty¢ym Ze sa

na Celni dosku uvedenej TKZ nanesie luminoforova vrstva,
ktord obsahuje horlavé akrylové pojivo,

uvedend luminoforovd vrstva sa pokryjé vypalenim odstra-
nitelnou vrstvou vodnej disperzie horlavych &astic akrylového

polyméru,
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na uvedeni vypédlenim odstrdnitelnd vrstvu sa nanesie
reflexh? hlinikovy film, ktory sa prispbsobi uvedenej vypé-
lenim odstranitelnej vrstve, a

uvedena vypalenim odstrdnitelnd vrstva a uvedené horlavé
akrylové pojivo v uvedenej luminoforovej vrstve sa odparia za

vzniku luminiscenénej vrstvy so zniZfenym obsahom popola.

4. Spdsob vyroby lumiscen&nej vrstvy TKZ, ktord posky-
tuje obraz s menSim podtom chyb, pri ktorom sa zmenSia po-
vrchové chyby v reflexnom hlinikovom filme lumiscenénej
vrstvy uvedenej TKZ, prifom uvedeny stupeil zmenSenia povrcho-
vych chyb v uvedenom reflexnom filme vy zn a & u j e sa
t ¥y m, Ze sa

luminoforovd vrstva na &elnej strane uvedenej TK2Z
potiahne vypdlenim odstranitelnou vrstvou vodnej disperzie
Castic akrylového polyméru o velkosti &astic v rozsahu 180 a3
450 nanometrov na zmenSenie povrchovych chyb uvedenej
vypalenim odstrénitelnej vrstvy,

uvedeny reflexny hlinikovy film sa nanesie na uvedeni
vypdlenim odstrdnitelnd vrstvu, pri&om sa uvedeny reflexny
film prispdsobi uvedenej vypidlenim odstrinitelnej vrstve, a

uvedend vypalenim odstranitelnid vrstva sa odpari za
vzniku uvedenej luminiscen&nej vrstvy, ktord ma uvedeny ref-

lexny hlinikovy film.

5. Spdsob vyroby luminiscen&nej vrstvy TKZ, ktoréd
poskytuje obraz s v4&S5im jasom, vy zn a & u jidci sa
t ¥ m, Ze sa v uvedenej luminiscenénej vrstve ziZ%i obsah
popola, pridom uvedeny stupeii zni¥enia obsahu popola v lumi-

niscenénej vrstve TKZ zahriiuje
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nanesenie na celnd dosku TKZ luminoforovej vrstvy
s obsahom horlavého akrylového pojiva,

potiahnutie luminoforovej vrstvy vypadlenim odstréni-
telnou vrstvou vodnej disperzie &astic horlavého polyméru,

ulozZenie reflexného hlinikového filmu na vypalenim
odstranitelnd vrstvu a

odparenie vypédlenim odstrénitelnej vrstvy a horYavého
akrylového pojiva 2z luminoforovej vrstvy za vzniku luminis-

cenénej vrstvy so zniZenym obsahom popola.

6. Spbsob podla niroku 5, vy zn a & ujidci ga
t ¥ m, Ze sa zmenSia povrchové chyby v reflexnom hlinikovom
filme luminiscen&nej vrstvy, &im sa zmenS$ia chyby obrazu,
pri¢om stupeni zmenSenia povrchovych chyb v reflexnom
hlinikovom filme zahriiuje kontrolu velkosti &astic akrylového

polyméru v rozsahu 180 a¥ 450 nanometrov.

7. Spdsob podla nédrokov 3, 4 alebo 5, vy zn a & u j -
ci sa tym Ze sa dalej

pred stupiiom odparenia nanesie na okraj &elnej dosky
tesniaci materidl a potom sa na flu umiestni kuZel TKZ,

stupeti odparovania prebieha pri teplote vypalovania,
ktord je niZSia ako je teplota maknutia tesniaceho materidlu
a

teplota vypalovania sa 2zvy$i nad teplotu maknutia
tesniaceho materidlu, <&im nastidva pricementovanie kuZela na

¢elnd dosku.

8. Spbsob vyroby TKZ so zlepSenym obrazom, vy z n a -

Cujdci sa tym Ze sa
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zni%i obsah popola v luminiscenénej vrstve TKZ aby sa
zvyS8il jas obrazu TKZ a aby sa zmenSilo mnoZstvo povrchovych
chyb v reflexnom hlinikovom filme luminiscencnej vrstvy a tym
sa odstranili chyby obrazu produkovaného TKZ,

pridom stupeii zniZenia obsahu popola v luminiscenénej
vrstve TKZ zahriiuje

uloZenie na &elnid dosku TKZ luminoforovej vrstvy obsa-
hujicej zoskupenie fosforovych &astic a horlavého akrylového
pojiva,

potiahnutie luminoforovej vrstvy vypdlenim odstrdnitel-
nou vrstvou vodnej disperzie &astic horlavého polyméru, pri-
gom pojivo luminoforovej vrstvy a dCastice vypdlenim odstra-
nitelnej vrstvy sG koloidne stabilizované laurylsiranom
sodnym, a

stupeil zmenSenia povrchovych chyb v reflexnom hlinikovom
filme =zahriluje kontrolu velkosti &astic akrylového polyméru

v rozsahu 180 aZ 450 nanometrov.

9. Spdsob podla néroku 8, vy zn a & u j dci s a
t ¥ m, Ze dalej zahriiuje .

vysuSenie fosforovej vrstvy pokrytej vypalovanim odstré-
nitelnou vrstvou,

uloZenie reflexného hlinikového £filmu na exponovany
povrch vypalovanim odstrénitelnej vrstvy, prifom sa reflexny
hlinikovy film prisp8sobi exponovanému povichu vypalovanim
odstranitelnej vrstvy ktory mé& zni¥ené mnoZstvo povrchovych
chyb,

nanesenie tesniaceho materidlu na okraj d&elnej dosky a
potom na ru umiestnenie kuZela TKZ,

odparenie pojiva v luminbforovej vrstve a vypalovanim

odstrédnitelnej vrstve pri teplote vypalovania, ktord je pod
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teplotou maknutia tesniaceho materidlu, =za vzniku luminis-
cenénej vrstvy so zniZenym obsahom popola, ktord m& reflexny
hlinikovy film s men$im mnoZstvom povrchovych chyb, a
zvySenie teploty vypalovania nad teplotu miknutia tes-
niaceho materidlu za UGfelom pricementovania kuZela na &elnd

dosku za vzniku TKZ so zlepSenou kvalitou obrazu.

10. TKZ vyrobend spbsobom podla ndrokov 1, 3, 4, S5 alebo

11. Spdsob vypalovania luminiscen&nej vrstvy TKZ nane-
senej na vnitorny povrch &elnej dosky TKZ, vy zna &u3jd
cili sa tym Ze sa

na okraj d&elnej dosky TKZ nanesie tesniaci materiil a
potom sa na fiu umiestni kuZel TKZ uvedenej TKZ,

odpari bojivo v luminoforovej vrstve luminiscen&nej vr-
stvy a vypalenim odstrénitelnej vrstve luminiscen&nej vrstvy
pri teplote.vypanvania, ktord je pod teplotou m&knutia tes-
niaceho materidlu, a

teplota vypaIévania sa zvy8i nad teplotu maknutia tes-

niaceho materidlu za G&elom pricementovania ku¥ela na &elnd

dosku za vzniku TKZ.

12. TKZ vyrobend sp&sobom podla niroku 11.
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